Elipsometria spektralna LED 2z przelaczaniem ortogonalnych
stanow polaryzacji

Streszczenie

W dysertacji przedstawiono opracowany informacyjno-pomiarowy system
(IPS) monitorowania statych optycznych i grubosci cienkich warstw, w ktorym
zastosowano zmodyfikowana metode elipsometrii spektralnej
z szerokozakresowym zrodlem promieniowania LED, co zmniejsza btad
izwigksza powtarzalno$¢ pomiaréw parametréw elipsometrycznych przy
jednoczesna poprawa wilasciwosci technicznych i1 ekonomicznych instalacji
pomiarowe;j. Wykorzystujac modelowanie matematyczne procesu
czterostrefowych statycznych pomiarow elipsometrycznych, przeanalizowano
wplyw nieuniknionego szumu na blad estymacji parametréw elipsometrycznych
w skonczonej liczbie okre$lonych potozen azymutalnych urzadzen
polaryzacyjnych toru pomiarowego, co pozwolito okresli¢ podstawowg granice
doktadno$ci statycznego schematu pomiarowego. Charakterystyczng cechg
prezentowanego IPS jest =zastosowanie zestawu diod LED jako
szerokopasmowego zrodla promieniowania elipsometru spektralnego, ktory
zapewnia ciagly profil widmowy w zakresie UV-Vis-NIR z wymaganym
stosunkiem sygnatu do szumu. Opracowane autorskie urzadzenia polaryzacyjne
pozwalaja na zwickszenie odpornosci IPS na wplywy zewnetrzne, takie jak
drgania i wahania temperatury, a badania teoretyczne potwierdzaja wyniki pracy
probki laboratoryjnej opracowanego IPS do monitorowania statych optycznych
1 grubosci cienkich warstw przedstawionych w rozdziale 8 tej pracy.
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